
クリーンルーム設備

フォトリソグラフィーを行う部屋で、
レジストが反応する光を使わない照
明になっています。クリーン度は
Class10000のプロセス室より高く
なっています。

Class100イエロールーム Class10000ルーム

通常の部屋よりもほこり(パーティクル)の
少ないデバイス作製のプロセス室です。

Class10000更衣室

クリーンルームへ入室するための準備
を行う部屋です。着物および人体から
発生するほこり（パーティクル）の発
生を防止する為、クリーンスーツを着
用し、クリーンルームへ入室します。

エアーシャワー

クリーンルームへの入室前にエアー
シャワーでほこりを除去します。

監視システム

クリーンルームは他と閉ざされた空
間となるため、安全管理が必要です。
このため安全システム・監視システ
ムを備え、集中的に管理しています。



デバイス作製設備（1）
（1F クリーンルーム）

クリーンルーム内設備配置

成膜設備
（半導体・金属・酸化膜
を堆積させます）

①スパッタリング装置

金属、酸化物、窒化物
などターゲットさえ用
意できれば基板にその
ターゲット素材の薄膜
を堆積できます。一般
にシリコン酸化膜、窒
化膜、ITOやZnOなど
の透明電極薄膜が堆積
できます。

④MOCVD装置

GaAsやInPなど各種III-V族
化合物半導体薄膜を作製で
きます。材料を組み合わせ
ることにより超格子、量子
井戸、量子ドットの作製が
可能です。

最高温度1100℃まで
窒素、酸素雰囲気中
で加熱することがで
きます。主にシリコ
ンの熱酸化膜の作製
にに利用されます。

③酸化・拡散炉

②電子ビーム蒸着装置

真空チャンバー内で金属(金、
アルミ、ニッケル、チタンな
ど)や酸化物を電子線により加
熱し、基板に堆積させます。



デバイス作製設備（2）
（1F クリーンルーム）

⑨電子線リソグラフィー装置

リソグラフィー設備

電子線によ
るレジスト
への直接描
画による数
十nmまでの
リソグラ
フィーが可
能です。

フォトレジストを塗布・露光・現像し、1μmまでマスクのパターンを
レジストに転写するフォトリソグラフィーと電子線によるレジスト上へ
のパターンの直接描画、現像する電子線リソグラフィーが可能です。

⑥ﾏｽｸｱﾗｲﾅｰ

1μmまでのリソグラフィーが可能です。

⑦オーブン

レジストを熱で
固めます。

⑧スピンナー

試料に均一にレジ
ストを塗布します。

⑤高分解能ﾏｽｸｱﾗｲﾅｰ

0.5μmまでのマスク合わせ
が可能です。

評価設備

⑬電流・電圧特性評価ｼｽﾃﾑ

⑩ﾏｲｸﾛ天秤

⑪ﾉﾏﾙｽｷｰ型
微分干渉顕微鏡

トランジスタ、ダイオー
ド、抵抗等の電流・電圧
特性を測定します。

⑫ﾃﾞｼﾞﾀﾙ顕微鏡

薬品の重
量を計測
します。

倍率の細かな
調節やｻｲｽﾞの
測定が容易で
す。

干渉ﾌｨﾙﾀｰを使
用すると細かい
凸凹も観察でき
ます。



デバイス作製設備（3）
（1F クリーンルーム）

⑭反応性ｲｵﾝｴｯﾁﾝｸﾞ装置（F系）

⑯オゾンアッシャー

ドライエッチング装置
で、極微細加工として
アスペクト比の大きな
エッチング（材料の部
分的除去）が可能です。
主な対象はシリコン酸
化膜などシリコン系材
料です。

エッチング設備

⑮ウェットステーション

化学薬品などを使用する
ドラフトで、純度が非常
に高い超純水作製装置が
取り付けられており、
ウェットエッチングに対
応しています。

酸化力の強いオゾン
を発生させてレジス
トを除去します。

⑰反応性ｲｵﾝｴｯﾁﾝｸﾞ装置（Cl系）

ドライエッチング装置で、極微細加工
としてアスペクト比の大きなエッチン
グ（材料の部分的除去）が可能です。
主な対象はGaAs, InP, GaNなどの化合
物半導体材料です。

⑲イオン注入装置

基板にイオン化
した不純物を注
入することがで
きます。イオン
注入後、拡散炉
で高温熱処理し、
P形、N形の半導
体を形成するこ
とも可能です。

その他プロセス設備

⑱ワイヤーボンダー

Al線やAu線などをデバイス
の電極に取り付けます。



③X線回折装置

結晶格子の評価をする装置です。ω-2θ
ロッキングカーブ、逆格子空間の測定が
可能で、結晶の組成、欠陥の評価に加え、
超格子構造、ナノ結晶の評価も可能です。

電子・光材料 分析・評価設備
（2F 206号室）

①FE-SEM

電界放射型の走査型電子顕微
鏡で、数nmの観察が可能です。
EDSが備わっており元素の分
析ができます。反射電子の測
定が可能で、元素の違いや凹
凸を明確にすることができま
す。

②走査型プローブ顕微鏡

大気中でのAFM、STM、コンタクト
AFM、ケルビンプローブなどの顕微
鏡機能でナノ材料評価に適します。

206号室内設備配置



吸音材で構成された実験室で、音響実験な
どで使用されます。

特殊なシールド材で構成さ
れており、微弱電流や磁場
の計測時に使用します。

①電磁シールド室

マイクロマシン研究設備 (1)

②無響音室

306号室・308号室・310号室内設備配置

（3F 306号室、308号室、310号室）



マイクロマシン研究設備 (2)

⑧超微小表面硬さ測定機

薄膜、極微細断面の硬度測定、金
属材料の受け入れや金属材料の焼
入れ検査、更には電子部品などの
硬度測定に威力を発揮します。

最大24000コマ/秒での
高速撮影が可能です。
マイクロスコープ感覚
で手軽に高速移動体を
観察できます。

④高速度ビデオスコープ

⑦超微細放電加工機

微小エネルギー放電と高精度の工具電
極機構により、8～300ミクロンの微細
穴の加工やマイクロスリットの加工が、
導電性の材料への加工だけでなくシリ
コンなどの高比抵抗材料へも可能です。

⑤ﾏﾙﾁｱﾝｸﾞﾙ実体光顕微鏡

XYθステージを標準装備し、
レンズを固定したまま生体
組織などの蛍光観察が周囲
360度から可能です。

⑥超深度レーザ顕微鏡

深さ方向の解像度が高
く、微細な凹凸の測定
ができます。

７μm径のHeCdレーザーをXYプロッターで走査す
る超微細光造形機です。積層ピッチは最小１μｍ、
造形寸法は3ｍｍ×3ｍｍ×3ｍｍです。

レーザー光が照射され描画が進む状況をリアルタ
イムで観察できます。

③マイクロ光造形リアルタイム観察システム

（3F 306号室、308号室、310号室）



②グロースキャビネット

温度だけでなく、湿度や照度
までも設定できる装置です。
キノコの発生には湿度や照度
の管理が重要なため、この装
置を使用しています。

生体情報センサー融合実験室設備(1)
（4F 402号室）

生物有機化学研究室

402号室内設備配置

①クリーンベンチ

無菌状態で作業
を行うことがで
き、菌糸を寒天
やピートの培地
に植える際、雑
菌の汚染を防ぐ
ために使用しま
す。



⑥恒温振盪培養機

生体情報センサー融合実験室設備(2)
（4F 402号室）

生物有機化学研究室

⑧インキュベーター

④低温室

⑦オートクレーブ

⑤超純水製造装置

4 ～50 ℃の温度で振
盪培養できる装置で
す。菌糸の培養や温
度調節が必要な酵素
を用いた培養実験に
使用します。

純水よりもさら
に純度の高い超
純水を製造する
装置です。
有機合成や培養
で使用する水は
この装置の水を
使用します。

高温・高圧下で水蒸気によって
滅菌する装置です。ヤコウタケ
の培地の滅菌に使用します。

装置内を定温に調節・維持する
ことができます。おもに菌糸培
養で使用します。

この装置内では室温を低温に保つ
ことができます。ヤコウタケの菌
糸の保存や低温での実験をする際
に使用します。

③遠心分離機
試料に大きな遠心力をか
けることにより、その成
分を分離することができ
ます。さらに、この実験
室にある遠心分離機は温
度も設定できるため、熱
に弱いタンパク質を扱う
際などには重宝されます。

⑨HPLC(高速液体クロマトグラフィー)

ヤコウタケなどの発光生
物から抽出した有機化合
物、また有機合成した生
成物などの微量サンプル
を分離、精製するのに使
用します。
紫外･可視吸収検出器と蛍
光検出器を用いて化合物
を分析するのに使います。



３室連携ルーム設備

①DEKTAK(表面粗さ計)

表面粗さ(段差)を数十nmの
精度で測定できます。

⑤蛍光位相差顕微鏡

生体細胞などの蛍光現象の観察が可能
です。シャッターで自動的に遮光する
構造のため、容易に試料をセットでき
ます。

408号室内設備配置

④発光プレートリーダー

③ルミノメーター(発光測定装置)②微弱発光スペクトロメーター

微弱な発光を検出するため、検
出部には高感度冷却CCDカメラ
を使用しています。また、発光
スペクトルも測定できます。

96穴のプレートを使用できるので、96個
のサンプルの発光量を一度に測定できま
す。多くのサンプルの発光を測定する場
合に使用します。

測定できる試料は
一つですが、検出
部には光電子増倍
管を使用しており、
弱い発光も検出で
きます。

（4F 408号室）


